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１．概要（Summary） 

ビスマス置換ガーネットは，大きな磁気光学効果を有す

ることから，光アイソレーターや３Ｄディスプレイなどへの

応用が期待されている。それらの応用を実現するために

は，磁気異方性の制御が不可欠である。本研究では，鉄

のサイトをガリウムなどの非磁性元素で置換したときの磁

気特性および異方性について名古屋大学支援機関およ

び山口大学支援機関と共同で研究を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

電子線描画装置(50 kV)、マスクアライナー、UHV10

元スパッタ装置 

【実験方法】 

Nd3-xBixFe5-yGayO12(Bi2.5Ga:NIG)薄膜を有機金属

分解法により作製し，磁気特性および磁気異方性の評価

を行った。基板には，単結晶の Gd3Ga5O12 (GGG)およ

びガラス基板を用いた。磁気異方性について、トルク磁力

計による評価に加え、強磁性共鳴の角度依存性の測定

による磁気異方性の測定を行い比較を行った。測定パタ

ーンは山口大学の装置で露光、スパッタを行い、リフ

トオフ法により作製した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Bi2.5Ga:NIG薄膜の有効磁気異方性定数Keffについ

て磁気トルク測定および強磁性共鳴測定から求めた

結果を図１に示す。いずれの測定においても、Ga 置

換量を増加させることによって、Keff が負から正に変

化する結果となった。測定法によって、値が少し違う

点については今後の課題である。 

本研究では、この他、GGG 単結晶基板上に成膜し

た Bi2.5Ga:NIG 薄膜についても評価を行った。一連

の測定及び解析により、この材料の一軸磁気異方性エ

ネルギーKu、磁気回転比などの物性値を明らかにす

ることが出来た。 

 

  
  図１ Keffの Ga置換量依存性 
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